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도금폐수의 TN는 주로 NO3
-와 NH4

+이며,  중금속 및 독성물질이 다량 함유되어 있다. 종래 도

금폐수 처리시설은 대부분 중금속, CN 처리를 위한 시설로 질소∙인 고도처리를 위해서는 공정

개선이 필수적이다. 그러나 도금폐수의 특성상 종래의 생물학적 공정을 적용하는데는 어려움이 

있다. 본 연구에서는 아연분말과 설파믹산을 이용한 환원탈질공정과 파과점염소처리원리를 이

용한 산화탈질공정을 파일롯 규모로 제작, 부산소재 J도금폐수를 대상으로 처리효율과 상용화 

가능성을 검토하였다. 파이롯 플랜트는 환원탈질반응조, 중화응집침전조, 산화탈질반응조로 구

성된 일처리량 1㎥ 규모의 batch형 반응기로 시안 및 중금속 제거공정을 거친 1차 처리수를 대

상으로 운전되었다. 1차처리수내 질산성질소는 환원탈질반응조에서 1차환원제인 영가아연분

말에 의하여 대부분 아질산성 질소로 환원되고, 일부는 암모니아성 질소로 환원되었다. 환원된 

아질산성 질소는 2차환원제인 설파믹산에 의하여 환원탈질되었으며 질산환원과정에서 발생된 

아연이온은 중화응집침전공정을 통하여 제거되었다. 잔여된 암모니아성 질소는 산화탈질반응

조에서 차염소산나트륨에 의하여 산화탈질되었다. 파일롯 운전결과 TN, TP, CN, CODMn, Cu, 

Zn 및 Fe가 각각 93.7%, 84.6%, 99.3%, 39.4%, 95.7%, 99.5% 및 99.9% 제거되어 높은 고도처

리성능을 나타내었으며, 이를 통해 상용화 가능성이 높음을 확인할 수 있었다.  




